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摘要(译)

提供了用于激光诱导热成像方法的供体基板和使用该供体基板制造有机
发光显示装置的方法。用于激光诱导热成像方法的转移层由分子量为500
至70,000的有机材料制成，以制造具有均匀有机层图案的有机发光显示
装置。本发明还提供一种制造有机发光显示装置的方法，该有机发光显
示装置可以实现大尺寸像素区域并且提高有机发光显示装置的生产率。
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